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Anotácia výsledku: V oblasti nových tenkovrstvových materiálov pre senzory plynov sme skúmali 

závislosť citlivosti senzora plynov na báze tenkej vrstvy kovového oxidu titanu TiO2 od celkovej plochy 

povrchu aktívnej oblasti. Plochu povrchu TiO2 sme menili plazmatickým leptaním štruktúr s rôznou 

konfiguráciou [2]. Senzor plynu sme skúmali tiež na báze polovodivého kovového oxidu Fe2O3, ktorý 

bol deponovaný samoorganizáciou nanočastíc s priemerom 6 - 8 nm na zlatých interdigitálnych 

elektródach. Navrhli a optimalizovali sme technológiu prípravy zapustených elektród, ktoré sú 

nevyhnutné pre vytvorenie súvislej monovrstvy nanočastíc Fe2O3 s priemerom 6 - 8nm na masívnych 

elektródach s hrúbkou tenkej vrstvy zlata 100 nm a šírkou elektród niekoľko mikrometrov [3]. Navrhli 

sme novú metódu prípravy aktívnej tenkej vrstvy Cu2O potenciostatickou elektrodepozíciou na zlaté 

interdigitálne elektródy. V tomto prípade závisí citlivosť senzora plynu od vzdialenosti 

interdigitálnych elektród [8, 9]. Skúmali sme štruktúru a optické vlastnosti 2D vrstiev WS2 (ako 

perspektívnych nových 2D materiálov v optoelektronike a nanoelektronike), ktoré boli pripravené 

sulfurizáciou platinových vrstiev o rôznej hrúbke. Platinové vrstvy boli pripravené magnetrónovým 

naprašovaním [1]. Vlastnosti skúmaných vrstiev WS2 sú predpokladom pre ich využitie ako aktívna 

vrstva citlivá na plyny. Skúmali sme tiež charakteristiky vybraných elektrónových rezistov PMMA, AR-

P 6200, HSQ a limitujúce faktory v procese elektrónovej litografie pre prípad tenkej vrstvy TiO2, ktorá 

sa využíva v senzore plynov. Originálne výsledky predstavujú parametre expozície získané pre energiu 

elektrónov 30 a 40 keV a štúdium závislosti profilu rezistových štruktúr od parametrov expozície. 

Získali sme nové poznatky o interakcii elektrónov s elektrónovými rezistami na tenkých vrstvách 

polovodivých kovových oxidov TiO2 [4, 5, 6, 7]. Skúmali sme tiež využitie MEMS senzora tlaku (sily) na 

princípe merania EM poľa [10]. V spolupráci s Taiwanom sme sa v rámci spoločného bilaterálneho 

projektu venovali výrobe emiterov poľa na báze ultra-nano-kryštalických (UNCD) a mikro-

kryštalických (MCD) diamantových vrstiev pomocou MPECVD [11].    
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